MeérFeni proudu plynu

| = Sp [Pam’s™!]
I'=G(p2 — p1)

e Pomoci pritokomé&ru (plovakovy, elektronicky)
e Pomoci prvku se zndmou vakuovou vodivosti

e Pomoci kalibrované byrety a pracovni kapaliny
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Plynova byreta

Obr. 5.94. Jednoduché zatizeni na méfeni
a pripravu ur¢itého proudu plynu

1’ — zasobnik; 1” — trubice; 2 — k nadob¢

s kapalinou; 3 — kohouty; 4 — vpoustéci

kohouty; 5 — k vakuové aparatute



Obr. 13: Plynova
mikrobyreta:

M - mérna kapiléara
s délénim podle
objemu; Z - z&sob-
nik kapaliny;
O - ochrannd na-
dobka; K - kohout
(pro vyrovnani
tlaka), P - privod
plynu; JV - jehlo-
vy ventil pro ri-
zené napousténi
plynu do vakua.




Obr. 7-43b. Méfeni objemu plynu cirkulujici kapkou
P — vpoustény plyn

VS — vakuovy systém, do néjz se vpousti plyn.



Méreni pomoci vodivosti

¢

k vyvéve

Obr. 5.95. Vakuové zafizeni pro méfeni

proudu plynu
1,2 — vakuometry; G — trubice se znamou
vodivosti

I =G(p1 —p2)







Vakuové tuky a tmely

Druh materidlu | uZiti | max T [°C] | P, [Pa] p¥i 25 °C
maz L zabrus 30 1075 —10~7
maz M zabrus 30 1073 -107°
maz N kohout 30 1074 —-107°
maz T zabrus 110 1075

tmel picein spoje 60 1072 —-103

Vakuova hygiena

Cistota povrchii, odmastovani, vy&isténych dilii se dotykat pouze v

rukavicich.

F4160

7/23



(Pa) ©°

/ AV /14

0 V.V T4V//
AR OAVIIE(//87]
o’ [ /S 7I/'//
[ /S (/s
e R a/av Ve a i
[l ¥/ //1/aa
09 AWAISEN NN /AN
[ U STV [ )]
- / avr/sim
I / el
o L L LU HIEE/I
O LY LT
oot LU WU Ul
[ 1 alninan




Rozebiratelné spoje

zabrusy - zejména sklenéné aparatury

ISO-KF , (NW)
ISO-K, ISO-F
CF

F4160
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ISO-KF

INNANRN

F4160
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ISO-K, ISO-F

TR






OFHC Copper Gasket

F4160

13 /23



Sealants

_ Temperature range Reusable
Elastomer
Neoprene (CR) -40to 100 °C yes
~ Viton (FPM) -15t0 150 °C yes
Metals
Indium -196to 60 °C yes
Aluminum -196 to 200 °C no
Copper -196 to 200 °C no
Copper, silver-plated -270 to 450 °C no
F4160 14 / 23



Load lock

250-28 « .50

Linear travel

Stop clamp

Linear guide

valve [.D,
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Vyroba solarnich ¢lanki

Plasma

SiH, + PH, SiH, SiH, + B,H, Substrate
Shutterl ) (iDl A / A
 # l - | | ez I - ]  » » |
suse/ Masnr< il ivunel M
/il s g ”
| u y l[l v u [ j
Vacuum
n-Chamber

p-Chamber
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Pokoveni skel

Glass Process Process
Flow Pumping Pumping

Isolation Isolation
A Flange . Flange
Pumping Pumping

F4160
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Si - substraty

~ Modular MPZ Gate Valve
;rocess - 3 /
ones
MPZ View
2 #4 Port

#3 Robotic Arm #5

MPZ MPZ
1 4
Isolation and .
Sputtering
T
# ransfer Zone #7 Chamber
#0
Park MPZ
Port L Load

Lock
Door with Viewport — T T Substrate Entry
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@©0©® A0

Vacuum pump, general [><] Shut-off device, general

Diaphragm in vacuum pump % Right angle valve

Turbomolecular pump Cold trap, general

Diffusion pump™) Vacuum measurement,
vacuum gauge head
Scrolt pump*)

@ Roots vacuum pump*)
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Navazujici prednasky:

Vakuova fyzika 2 - F6450

Vazané plyny

e Sorp&ni vyvévy

kryogennf

zeolitové

sublimaénf

iontové

nevypafované getry -NEG

o Mé&Feni ve vakuové fyzice
e méfeni proudu plynu
e méréni tenze par plynu

Konstrukéni prvky vakuovych zafizeni - vhodné materidly, spoje,...

F4160
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Praktikum z vakuové fyziky - F7541

® Graduace ioniza&niho manometru se Zhavenou katodou
® Mé¥eni vodivosti vakuovych spojii

® Kalibrace Piraniho manometru

® Graduace Peningova manometru

(5) Cerpacf efekt molekulového sita

® Hmotovy spektrometr

@ Mé&feni Cerpaci rychlosti metodou konstantniho tlaku

® Naparovani tenkych kovovych vrstev a méFeni Cerpaci rychlosti
metodou konstantniho objemu

F4160
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Zkouska

test 10 otazek + 2 p¥iklady, maximum 20 bodu

18 - 20
15 - 17
12-14
9-11
6-8
0-5

m M O|O|®|>

F4160

23 / 23



